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実空間での磁区構造は磁化過程の解釈に多くの情報を与えるため、磁区構造の可視化が求められている。

しかし、中性子散乱実験から得られた逆空間像から実空間像への直接的な変換は不可能なため、リバースモ

ンテカルロ法 1)による像の再構成を試みた。仮定した磁区構造から求めたフーリエ像の比較を繰り返す過程

で、収束を早め、より正解像に近づけるために、シュミレーティッドアニールとフーリエ像の拡張、ならび

に初期状態の像を磁化から決定する手法を用いている。この手法により Fig.1 の上部に示す正解像①と計算結

果②が得られた。未知の値を周囲点の平均から求めるという手法でフーリエ像の拡張を行っていることから、

完全に一致する像は得られないが、再構成した像と正解像では、磁区幅 2)は比較的近いことがわかる。 

複数の計算結果と正解像の磁区幅を比較した結果、Fig.1 下部に示すように、どの像も磁区幅が小さくなる

という傾向が確認できた。また Fig.2からストライプ像に位相ずれが生じた場合においても、磁区幅が減少す

ることがわかる。よって、リバースモンテカルロ法により、得られた複数の候補データから磁区構造を決定

する判定基準として、平均磁区幅が最も大きいものを採用するという最尤決定が有効であると考える。 
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Fig.1 RMCから得た磁区像と正解像の平均磁区幅 

（①は正解像、②は計算から得た像を示す） 

Fig.2 ストライプ像と平均磁区幅 

（下図は、位相ずれを与えたストライプ像の場合） 
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